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Abstract of DE 1 9824308 (C1 ) 

A plain bearing shell (1) has a running-in layer 
containing a finely dispersed component (7) of 
concentration continuously decreasing from the shell 
apex (8) to the edge (9). A plain bearing shell (1) 
has a backing with an electron beam vapor 
deposited metallic running-in layer containing a 
finely dispersed component (7) of atomic weight 
greater than that of the matrix material, the 
component concentration continuously decreasing 
from the apex region (8) to the edge region (9). An 
Independent claim is also included for a method of 
producing the above plain bearing shell, in which 
coating of the apex region is carried out at a gas 
pressure of 0.1-5 Pa. Preferred Features: The finely 
dispersed component is tin, lead, bismuth and/or 
antimony. 
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(3) Gleitlagerschale und Verfahren zu ihrer Herstellung 

@ Es wird eine Gleitlagerschale mit einem Tragerkorper 
und mit mindestens einer metallischen Gleitschicht be- 
schrieben, die mittels Elektronenstrahlbedampfung auf- 
gebracht ist und die in einem Matrixmaterial mindestens 
eine fein dispergierte Komponente aufweist, deren Atom- 
gewicht groBer ist als das des Matrixmaterials, wobei die 
Konzentration der fein dispergierten Komponente (7) 
vom Scheitelbereich (8) der Gleitlagerschale (1) zum Teil- 
flachenbereich (9) hin kontinuierlich abnimmt. Das Ver- 
fahren ist dadurch gekennzeichnet, dafc wahrend des Be- 
schichtungsvorgangs im Scheitelbereich der Lagerschaie 
ein Edelgasdruck von 0,1 bis 5 Pa eingestellt wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Gleitlagerschale mit einem 
Tragerkorper und mit mindestens einer metallischen Gleit- 
schicht, die mittels Elektronenstrahlbedampfung aufge- 5 
bracht ist und die in einem Matrixmaterial mindestens eine 
fein dispergierte Komponente aufweist, deren Atomgewicht 
grbBer ist als das des Matrixmaterials. Die Erfindung bezieht 
sich auch auf ein Verfahren zur Herstellung einer Gleitlager- 
schale mit einer solchen Gleitschicht gemaB dem Oberbe- 10 
griff des Paten tanspruchs 10. 

Allgemein bestehen derart eingesetzte Gleitelemente aus 
Mehrschichtverbundsystemen folgenden Aufbaues: Stahl- 
stiitzkorper als Tragerwerkstoff, Lagermetallschicht aus ei- 
ner Cu-, Al- oder WeiBmetall-Legierung und einer soge- 15 
nannten Lauf- oder Drittschicht oder Gleitschicht, die ent- 
weder durch ein galvanisches Verfahren (E. Romer: Drei- 
stofflager aus GLYCO 40; GLYCO-Ingenieurbericht 8/67) 
oder durch einen KathodenzerstaubungsprozeB (Sputtern) 
aufgebracht werden kann, wie dies in der EP 0 256 226 Bl 20 
beschrieben ist. Nachteilig bei den galvanisch aufgebrach- 
ten Schichten, meist auf Pb- oder Sn-Basis, ist die oftmals 
nicht ausreichende Korrosionsbestandigkeit bzw. ihre ge- 
ringe VerschleiBbestandigkeit. Weiterhin ist der Galvanik- 
prozeB an sich aus Umweltgesichtspunkten als kritisch an- 25 
zusehen. 

Werden die Laufschichten mittels der Sputter-Technik 
aufgebracht, stellt dies aufgrund der hierbei realisierbaren 
geringen Abscheidungsraten und des hohen anlagentechni- 
schen Aufwandes einen erheblichen Kostenfaktor fur das 30 
komplette Gieitelement dar. 

Die GB 2270 927 beschreibt Aluminiumlegierungen, in 
denen der Sn-Gehalt in der gesamten Schicht konstant und 
zwischen 10 und 80% liegen kann. Aus Tabelle 1 Seite 10 
und 11 dieser Anmeldung geht hervor, daB mit steigendem 35 
Zinngehalt die mogliche Grenzlast, bis das Lager zum Fres- 
sen neigt, ansteigt, demgegeniiber aber die Belastbarkeit ab 
einem bestimmten Zinngehalt wieder drastisch abfallt. Hin- 
weise zur Verbesserung des Einlaufverhaltens sind in dieser 
Schrift nicht vorhanden. Als Herstellungsverfahren zum 40 
Aufbringen der Laufschicht wird in dieser Anmeldung das 
Sputtern erwahnt. 

Die EP 0 376 368 Bl beschreibt ein sehr aufwendiges 
Verfahren zur Herstellung eines Lagers, das sich hinsichtlich 
guter Notlauf und Einlaufeigenschaften auszeichnet. Auch 45 
in dieser Anmeldung handelt es sich um Aluminium-Zinn- 
Legierungen, die mittels eines Sputterprozesses appliziert 
werden. Kernpunkt dieser Anmeldung ist, daB die in der me- 
tallischen Grundmasse der Lagerlegierung eingelagerten 
Teiichen bezuglich ihres Durchmessers einer statistischen 
Normalverteilung gehorchen, sowie bis zu 1,0 Masse- % 
Sauerstoff in der Laufschicht eingelagert ist und nach einer 
Warmebehandlung die Mikroharte der Laufschicht ab- 
nimmt. Hierdurch werden die Einbettfahigkeit, die Notlauf- 
eigenschaften und die FreBunempfindlichkeit verbessert. 

Die WO 91/00375 beschreibt ein Lager, dessen Lauf- 
schicht aus einer Grundmasse (z. B. Aluminium) mit einer 
darin fein dispergierten zweiten Phase (z. B. Zinn) besteht. 
Auch hierbei findet das Sputterverfahren Anwendung. Ziel 
dieser Erfindung ist es ein Lager herzustellen, dessen Auf- 
bau der Laufschicht so geartet ist, daB der Gehalt der zwei- 
ten Phase (z. B. Zinn) in der Laufschicht sich als Funktion 
der Dicke der Laufschicht kontinuierlich von 0% in den un- 
tersten Lagen bis hin zu 100% in den obersten Lagen erhoht. 
Dies wird zum einen durch den Einsatz mehrerer Targets un- 
terschiedlicher Zusammensetzung bzw. sich andernder 
Sputterparameter beim Beschichten realisiert Derart herge- 
stellte Laufschichten zeigen sehr gute Eigenschaften hin- 
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sichtlich ihres VerschleiB- und Ermiidungsverhaltens, was 
allerdings mit einem sehr aufwendigen Verfahren erlangt 
wird. 

Aus den DE 195 14 835 Al und DE 195 14 836 Al ist es 
bekannt, mittels Elektronenstrahlbedampfung Gleitschich- 
ten auf konkav gekrummten Gleitelementen abzuscheiden, 
wobei in beiden Schriften die Auspragung bestimmter 
Schichtdickenprofile im Vordergrund steht. Um bei Gleitla- 
gerschalen eine gleichmaBige Schichtdicke zu erzielen, wird 
gemaB der DE 195 14 835 Al wahrend des Aufdampfens 
der Gleitschicht der Verdampfer und der Tragerkorper rela- 
tiv zueinander geradlinig mit unterschiedlicher Geschwin- 
digkeit bewegt. Hierzu sind entsprechende Verstelleinrich- 
tungen innerhalb der Beschichtungskammer erforderlich. 
Bei der DE 195 14 836 A 1 hingegen soli gezieit eine un- 
gleichmaBige Schichtdicke eingestellt werden. Die Schicht- 
dicke des Gleitelementes ist im Scheitelbereich am groBten 
und nimmt zu den Teilflachen hin kontinuierlich ab. Um 
dies zu realisieren, sieht das Verfahren vor, daB ein Abstand 
vom Verdampfer bis zum Scheitelbereich der Gleitlager- 
schale von 150 bis 350 mm eingestellt wird, daB wahrend 
des Aufdampfens der Schicht der Verdampfer und der Tra- 
gerkorper fest zueinander positioniert sind und daB die Kon- 
densationsrate fur die Abscheidung im Scheitelbereich mit 
mindestens 80 nm/s eingestellt wird. 

Aus der DE 36 06 529 Al ist ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Schichtwerkstoffen oder Schichtwerkstucken 
durch Aufdampfen mindestens eines metallischen Werk- 
stofTs auf ein metallisches Substrat bekannt, bei dem eben- 
falls ein Elektronenstrahlbedampfungsverfahren fur das 
Aufbringen der Gleitschicht eingesetzt. Das Verfahren fin- 
det unter Restgasatmosphare bei Driicken im Bereich von 
10" 2 -10" 3 mbar statt, wobei der Werkstoff gleichzeitig mit 
dem Aufdampfen dispersionsgehartet bzw. dispersionsver- 
festigt wird. Es werden Beschichtungsraten von etwa 
0,3 um/s eingestellt. Wahrend des Aufdampfens wird das 
Substrat auf eine Temperatur zwischen 200°C und 800°C 
gehalten. Beim Aufdampfen von Aluminiumlegierungen 
liegtdie Temperatur des Substrates bei 200°C bis 300°C und 
bei Kupfer-Blei-Legierungen im Bereich von 500°C bis 
700°C. Die Belastbarkeit der nach diesem Verfahren herge- 
stellten Schichten ist deutlich besser als die mit pulverme- 
tallurgischen Verfahren hergestellten Schichten. Bei dieser 
Anmeldung steht im Vordergrund, durch eine Dispersions- 
verfestigung, z. B. durch Erzeugen von Oxiden wahrend des 
Bedampfens einen definierlen Hartphasenanteil in der Gleit- 
schicht zu erzeugen. 

Hinweise auf unterschiedliche Verteilungen der Legie- 
rungskomponenten gibt es in diesen drei Schriften zur Elek- 
tronenstrahlbedampfung nicht. Fur einige Anwendungsfalle 
sind die Belastbarkeit bzw. das Einlaufverhalten nicht aus- 
reichend. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Gleitlagerschale zu 
schaffen, die sich vorzugsweise in den hochbeanspruchten 
Bereichen durch gutes Not- und Einlaufverhalten in Kombi- 
nation mit hohen Grenzlasten bis zum Eintritt eines Lager- 
fressers auszeichnet. Es ist auch Aufgabe der Erfindung, ein 
kostengunstiges Verfahren auf der Basis der Elektronen- 
strahlbedampfung zur Herstellung solcher Gleidagerschalen 
bereitzustellen, das auBerdem auf einfache Weise eine 
gleichmaBige Schichtdicke tiber den gesamten Lagerscha- 
lenumfang gewahrleistet 

Die Gleidagerschale ist dadurch gekennzeichnet, daB die 
Konzentration der fein dispergierten Komponente vom 
Scheitelbereich der Gleidagerschale zum Teilflachenbereich 
hin kontinuierlich abnimmt. 

Eine derart aufgebaute Gleitschicht hat den Vorteil, daB 
im hochstbelasteten Bereich, namlich im Scheitelbereich, 
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diejenige Legierungskomponente, die maBgeblich das Not- 
und Einlaufverhalten positiv beeinfluBt, in der hochsten 
Konzentration vorliegt, Ein weiterer VorteiL besteht darin, 
daB die relativ teure, fein dispergierte Komponente nur in 
den Bereichen in entsprechend hoher Konzentration vorhan- 5 
den ist, wo sie fur das Not- und Einlaufverfahren vorzugs- 
weise benotigt wird. 

Da die Gleiteigenschaften der hochstbelasteten Bereiche 
die Lebensdauer des gesamten Gleitlagers beeinflussen, 
wird durch die Konzentrationserhohung der fein dispergier- 10 
ten Legierungskomponente im Scheitelbereich auch eine Er- 
hohung der Lebensdauer sichergestellt. 

Vorzugsweise ist die Konzentration der fein dispergierten 
Komponente im Scheitelbereich um den Faktor 1,2 bis 1,8, 
vorteilhafterweise 1,3 bis 1,6, hoher als im Teilflachenbe- 15 
reich. 

Die Konzentration der fein dispergierten Komponente ist 
gemaB einer ersten Ausfuhrungsform iiber die Dicke der 
Gleitschicht konstant 

Diese Konzentrationsverteilung in Umfangsrichtung 20 
kann auch mit einer unterschiedlichen Konzentration gemaB 
einer zweiten Ausfuhrungsform iiber die Schichtdicke kom- 
biniert werden, wobei vorzugsweise die Konzentration der 
fein dispergierten Komponente von dem unteren, d. h. der 
tragerkorpernahen Seite, zum oberen Bereich der Gleit- 25 
schicht kontinuierlich zunimmt. Diese Ausfuhrungsform der 
Gleitschicht wird dann gewahlt, wenn der Gegenlaufer der 
Gleitlagerschale hohe Oberflachenrauhigkeiten aufweist, 
wie das z. B. bei GuBwellen der Fall ist. 

Vorzugsweise ist die Konzentration der fein dispergierten 30 
Komponente im oberen Bereich der Gleitschicht bis zum 
2fachen groBer als im unteren Bereich. 

Die Konzentration der fein dispergierten Komponente be- 
tragt vorteilhafterweise im Scheitelbereich zwischen 10 und 
70 Masse-%. 35 

Das Matrixmaterial besteht vorzugsweise aus Alumi- 
nium, wobei die fein dispergierte Komponente aus Zinn, 
Blei, Wismut und/oder Antimon bestehen kann. Als weitere 
Legierungskomponente kann die Gleitschicht Kupfer, Zink, 
Silizium, Mangan und/oder Nickel einzeln oder in Kombi- 40 
nation bis zu 5 Masse-% aufweisen. 

Als Tragerkorper kommen Stahlstiitzschalen, aber auch 
Stahl/CuPbSn-Verbundwerkstoffe, Stahl/Aluminium- oder 
StahlAVeiBmetall-Verbundwerkstoffe in Frage. Bevorzugte 
Legierungssysteme, aus denen die Gleitschicht besteht, sind 45 
AlSnCu, AlSnPb und AlSnSi. Bei einer Gleitschicht aus ei- 
ner Zinn-Legierung nimmt der Zinn Anteil in der Gleit- 
schicht vom Scheitelpunkt zu den Teilflachen des Gleitele- 
ments ab. D. h. die Gleitschicht besitzt Bereiche mit hohen 
und niedrigen Zinn Anteilen. Dadurch ist es erstmals mog- 50 
lich, die Vorteile eines hohen und eines niedrigen Zinn An- 
teils in der Gleitschicht gleichzeitig zu nutzen. Wahrend der 
Bereich mit hohem Zinn-Anteil ein gutes Einlaufverhalten 
des Gleitelements gewahrleistet, sichem die Bereiche mit 
niedrigem Zinn-Anteil die groBe Tragfahigkeit des Gleitele- 55 
ments. 

Die Dicke der Gleitschicht ist uber den gesamten Umfang 
vorzugsweise gieichmaBig. 

Das Verfahren zur Herstellung solcher Gleitschichten von 
Gleitlagerschalen sieht vor, daB wahrend des Beschich- 60 
tungsvorgangs im Scheitelbereich der Lagerschale ein Gas- 
druck von 0,1 bis 5 Pa eingestellt wird. 

Die Gasmolekiile zwischen dem Verdampfertiegel und 
der zu beschichtenden Flache bewirken eine unterschiedli- 
che Streuung der Legierungskomponenten wahrend des Be- 65 
dampfungsprozesses . 

Der Streuwinkel bzw. der Grad der Streuung ist hierbei 
aus kinetischen Griinden abhangig vom spezifischen Ge- 
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wicht der einzelnen verdampften Legierungselemente. Die 
Folge hiervon ist, daB schwere Elemente, wie z. B. Zinn we- 
niger stark gestreut werden als leichtere Elemente, wie z. B. 
Aluminium. Das Resultat dieser Streuprozesse besteht 
darin, daB die schweren Elemente im Scheitelbereich der 
Gleitlagerschale in hoherer Konzentration abgeschieden 
werden als im Teilflachenbereich. Mittels dieser Streuung an 
den Gasmolekiilen ist es moglich, je nachdem in welchem 
Druckbereich bei der Elektronenstrahlbedampfung gearbei- 
tet wird, die Zusammensetzung der Laufschicht in weiten 
Grenzen zu variieren. 

Uberraschenderweise sind die mit der Gasstreuung herge- 
stellten Schichten entgegen der Meinung der Fachwelt kom- 
pakt und in ihren Eigenschaften bezuglich VerschleiBfestig- 
keit und Tragfahigkeit den konventionell oder ohne zusatz- 
liche MaBnahmen beim Elektronenstrahlbedampfen herge- 
stellten Gleitelementen iiberlegen. 

Es hat sich dariiber hinaus uberraschend herausgestellt, 
daB sich auBer einer unterschiedlichen Konzentrationsein- 
stellung auch gleichzeitig eine gleichmaBige Schichtdicke 
einstellt, so daB zusatzliche MaBnahmen, wie sie aus der 
DE 195 14 835 Al bekannt sind, entbehrlich sind. 

Das Herstellungsverfahren wird dadurch erheblich ver- 
einfacht. 

Vorzugsweise ist der Gasdruck wahrend des Beschich- 
tungsprozesses auf ±0,05 Pa konstant zu halten. 

Das Verfahren kann weiter modifiziert werden, indem 
wahrend des Beschichtungsprozesses der Gasdruck konti- 
nuierlich verandert wird. Wenn der Gasdruck als Funktion 
der Bedampfungszeit verandert wird, wird auBer einem gra- 
dierten Aufbau der Gleitschicht in Umfangsrichtung auch 
eine Variation der Zusammensetzung iiber die Schichtdicke 
erzielt, 

Vorzugsweise wird der Gasdruck von 0,1 Pa zu Beginn 
bis 1 Pa am Ende des Bedampfungsprozesses kontinuierlich 
erhoht. Die Zunahme des Gasdruckes bewirkt, daB die Le- 
gierungskomponente mit dem geringen Atomgewicht zu- 
nehmend starker gestreut wird als die schweren Legierungs- 
elemente, wodurch sich der Konzentrationsunterschied zwi- 
schen Scheitelbereich und Teilflachenbereich im Laufe des 
Verfahrens verstarkt. Damit andert sich auch die Konzentra- 
tion der Legierungskomponenten iiber die Schichtdicke. 

Vorzugsweise wird als Edelgas Argon, Helium oder Neon 
verwendet. 

Dabei muB ein iotrechter Abstand der Gleitlagerschale 
vom Verdampfertiegel auf das 2- bis 7fache des Gleitlager- 
schalendurchmessers eingestellt werden und die Beschich- 
tungsrate im Scheitelbereich auf mindestens 20 nm/s einge- 
stellt werden. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels und anhand der Zeichnungen naher erlautert. 
In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Gleitlager- 
schale, 

Fig. 2 ein Diagramm, das die Legierungszusammenset- 
zung der Gleitschicht im Scheitelbereich zeigt, 

Fig. 3 ein Diagramm, das die Legierungszusammenset- 
zung der Gleitschicht im Teilflachenbereich zeigt, 

Fig. 4 ein Diagramm, das die in einem Underwood-Test 
erzielbaren Grenzlasten von Gleitlagerschalen mit erfin- 
dungsgemaB hergestellten Gleitschichten im Vergleich zu 
herkommlichen Temar- und Zweistofflagem zeigt. 

In der Fig. 1 ist eine Gleitlagerschale 1 mit einem Trager- 
korper 2 und einer Gleitschicht 6 dargestellt. Der Tragerkor- 
per 2 besteht aus einer Stahlstiitzschale 3, auf die eine 
CuPbSn-Legierung 4 durch einen GieB- oder SinterprozeB 
sowie eine Diffusionssperrschicht 5 aufgebracht wurde, Der 
Kohlenstoffgehalt des Stahls liegt zwischen 0,03% und 
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0,3%. 

Nach verschiedenen an sich bekannten Gliih- und Um- 
formprozessen werden aus einem Band durch Pressen von 
Bandstucken einer definierten Lange die Gleitlagerschalen 
hergestellt. Nach einer Oberflachenbearbeitung dieser Lager 5 
durch Bohren oder Rollen werden die Lagerschalen durch 
einen galvanischen oder einen PVD-ProzeB mit einer Diffu- 
sionssperrschicht 5 aus Nickel oder einer Nickellegierung 
versehen. Danach wird der Tragerkorper entfettet und in 
eine Vakuumverdampfungsanlage eingebracht. Hier erfolgt 10 
ein weitere Oberfiachenreinigung bzw. Aktivierung durch 
einen ZerstaubungsatzprozeB. 

Nach dem Evakuieren der Beschichtungskammer wird 
diese mit Argon geflutet, wobei ein Druck von etwa 1 Pa 
eingestellt wird. Im AnschluB daran wird der Tragerkorper 2 15 
durch ELektronenstrahlbedampfen von AlSn20Cu aus einem 
Verdampfertiegel mittels einer axialen Elektronenkanone 
beschichtet. Die Schichtdicke der abgeschiedenen Gleit- 
schicht 6 aus AlSn20Cu liegt bei etwa (16 ± 4) urn. 

Wahrend des Bedampfungsprozesses wurde der Argon- 20 
druck bei 1 Pa konstantgehalten, die Temperatur des Trager- 
korpers lag bei 190°C bis 200°C und die Leistung der Elek- 
tronenkanone betrug 40 bis 60 kW. Die Abscheidungsrate 
betrug mindestens 20 nm/s. 

Die Gleitschicht 6 weist im Scheitelbereich 8 eine deut- 25 
lich hohere Konzentration an Zinn auf als im Teilflachenbe- 
reich 9. Die Zinnteilchen sind durch die Punkte 7 gekenn- 
zeichnet. Die hohere Konzentration wird durch eine hohere 
Punktdichte im Scheitelbereich 8 gekennzeichnet. 

In den Fig. 2 und 3 ist die Legierungszusammensetzung 30 
im Scheitelbereich (Fig. 2) und im Teilflachenbereich (Fig. 
3) dargestellt. Der Zinngehalt wurde am Rasterelektronen- 
mikroskop mittels EDX fiir eine definierte Flache der aufge- 
dampften AlSn20Cu-Schicht bestimmt. Die Konzentration 
des Zinns liegt im Scheitelbereich 8 um den Faktor 1,4 ho- 35 
her als im Teilflachenbereich, wobei die Werte aus der Inte- 
gration uber die Zinn-Peaks ermittelt wurden. 

Die Fig. 4 zeigt die im Underwood-Priifstand erzielbaren 
Grenzlasten von der erfindungsgemaB mit gradierter Lauf- 
schicht hergestellten Lagerschalen im direkten Vergleich zu 40 
herkommlichen Temar- und Zweistofflagern. Als Basis 
wurde bei diesen Versuchen ein Aluminium-Zweistofflager 
(Balken A) mit einer Gleitschicht aus AlSn20Cu gewahlt 
(als 100% angesehen). Hohere Belastbarkeiten laBt ein 
Zweistofflager auf AlSn-Basis (Balken B) zu, dessen Matrix 45 
durch die Legierungselemente Nickel und Mangan verfe- 
stigt ist. Das ternare Lager (Balken C) des Aufbaues Stahl/ 
Bleibronze/Galvanikschicht (PbSnl0Cn5) erlaubt Lasten, 
die zwischen den zuvor beschriebenen Zweistofflagern lie- 
gen. Wie Fig. 4 zeigt, liegen die erfindungsgemaB bedampf- 50 
ten Gleidager (Balken D) hinsichtlich ihrer Belastbarkeit 
uber den herkommlichen Lagersystemen. 

Patentanspriiche 

55 

1. Gleitlagerschale mit einem Tragerkorper und mit 
mindestens einer metallischen Gleitschicht, die mittels 
Elektronenstrahlbedampfung aufgebracht ist und die in 
einem Matrixmaterial mindestens eine fein dispergierte 
Komponente aufweist, deren Atomgewicht groBer ist 60 
als das des Matrixmaterials, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Konzentration der fein dispergierten Kompo- 
nente (7) vom Scheitelbereich (8) der Gleitlagerschale 
(1) zum Teilflachenbereich (9) hin kontinuierlich ab- 

nimmt 65 

2. Gleidagerschale nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Konzentration der fein dispergierten 
Komponente (7) im Scheitelbereich (8) um den Faktor 



I, 2 bis 1,8 groBer ist als im Teilflachenbereich (9). 

3. Gleidagerschale nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Konzentration der fein disper- 
gierten Komponente (7) uber die Dicke der Gleit- 
schicht (6) konstant ist. 

4. Gleidagerschale nach einem der Anspriiche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB die Konzentration der 
fein dispergierten Komponente (7) vom unteren zum 
oberen Bereich der Gleitschicht (6) kontinuierlich zu- 
nimmt. 

5. Gleidagerschale nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Konzentration der 
fein dispergierten Komponente (7) im Scheitelbereich 
(8) zwischen 10 und 70 Masse-% betragt. 

6. Gleitlagerschale nach einem der Anspriiche 4 oder 
5, dadurch gekennzeichnet, daB die Konzentration der 
fein dispergierten Komponente (7) im oberen Bereich 
der Gleitschicht (6) bis zum 2fachen groBer ist als im 
unteren Bereich. 

7. Gleidagerschale nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Matrixmaterial aus 
Aluminium besteht und daB die fein dispergierte Kom- 
ponente (7) aus Zinn, Blei, Wismut und/oder Antimon 
besteht. 

8. Gleitlagerschale nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Gleitschicht (6) als 
weitere Legierungskomponente Kupfer, Zink, Sili- 
zium, Mangan und/oder Nickel einzeln oder in Kombi- 
nation bis zu 5 Masse-% aufweist. 

9. Gleidagerschale nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke der Gleit- 
schicht (6) uber den gesamten Umfang gleichmaBig ist. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Gleidagerschale 
mit mindestens einer Gleitschicht aus einer metalli- 
schen Legierung, die in einer Beschichtungskammer 
mittels Elektronenstrahlbedampfung auf einen Trager- 
korper aufgebracht wird und die in einem Matrixmate- 
rial eine fein dispergierte Komponente aufweist, deren 
Atomgewicht groBer ist als das des Matrixmaterials ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB wahrend des Beschich- 
tungsvorgangs im Scheitelbereich der Lagerschale ein 
Gas mit einem Druck von 0,1 bis 5 Pa eingestellt wird. 

II. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wahrend des Bedampfungsprozesses der 
Gasdruck kontinuierlich verandert wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Gasdruck von 0,1 Pa zu Beginn bis 
1 Pa am Ende des Bedampfungsprozesses kontinuier- 
lich erhoht wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Gas ein Edelgas Ar- 
gon, Helium oder Neon verwendet wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der lotrechte Abstand der 
Gleidagerschale vom Verdampfungstiegel auf das 2- 
bis 7fache des Gleitschalendurchmessers eingestellt 
wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Beschichtungsrate im 
Scheitelbereich auf mindestens 20 nm/s eingestellt 
wird. 
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